LiSi Press

Lityum Disilikat
yeniden tanimlandi




GC Initial™ LiSi Press

e \J o

Devrim niteliginde preslenebilir seramik

Mevcut tim Urinlerden daha iyi performans gosteren preslenebilir bir seramik diistinin.

Daha guglu, daha dayanikli, daha estetik ve laboratuar ¢alisma stresini nemli dlctide

azaltan preslenebilir bir seramik distinan.

HDM teknolojisine sahip
ilk lityum disilikat seramik

GC Initial™ LiSi Press, bugtn piyasada bulunan preslenmis -

YE GUCU VE ESTETHR

v, Yiksek yogunluklu mikronizasyon

TECHN

seramik segeneklerin essiz fiziksel 6zelliklerini ve en dogal,
gergekgi estetigini saglayarak GC'ye 6zgu bir teknolojiyle
sunan ylksek yogunlukta mikronizasyonlu (HDM) ilk lityum
disilikatat seramik ingot. HDM, matris yapisindan tam olarak %,
yararlanamayan geleneksel buyuk boyutlu kristallerden ziyade

cam matrisin tamamini doldurmak icin esit olarak dagilmis

. L . . .. . istal biyGiks .
lityum disilikat mikro-kristalleri icermektedir. o e

S °
Sonug; GC Initial ™ LiSi Press’in tim seffaflik seviyeleri sayesinde her tir restorasyon g:\b 73:%
icin mikemmel Uretimini saglayan gii¢ ve estetigin nihai kombinasyonudur. HDM -15 ‘:E‘%
teknolojisi, Griiniin ¢coklu pisimi sonrasinda bile bozulma olmadan veya kalitesini z OPTIMIZASYON .
distrmeden stabil kalmasini saglamaya 6nemli derecede yardimci olur. ¢ .
GC Initial ™ LiSi Press, asagidakiler sayesinde son derece yuksek bir yogunluga sahiptir: %, 5, N\(‘ﬁ
° Optimize bi|e§en|er HDM —'L]ksek yognluklu mikronizasyon b Lie :

e tescilli, yenilikci yeni bir Gretim teknolojisi (HDM teknoloji)



LiSi Press

En sonunda!

Estetik ve dayanikliligi ile
lityum disilikat seramik, degerinden
kaybetmeden teknisyenler
tarafindan talep edilmektedir.
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Muakemmel gulimseme icin
oresleme

GC Initial™ LiSi Pres, GC Initial ™ ailesinin kullanimi zaten kanitlanmig
diger LiSi veneer seramik ve GC Initial ™ Lustre Pastes NF ile optimize
edilmistir. Ve ayrica, GC Initial ™ LiSi Press’in dual-cure adeziv resin siman
G-CEM LinkForce ™ ile kullanilacagini ve olaganisti glicli ve dayanikl bag

saglayacagini unutmayin.

GC Initial™ LiSi Press:

¢ Essiz biikiilme direnci
® Benzersiz estetik
- Mikemmel floresans ile daha doygun, sicak ve parlak renkler
- Tekrarlanan pisirmelerden sonra dngorilebilir materyal ve renk stabilitesi
¢ GC Initial™ LiSi veneer seramigi ve GC Initial™ Lustre Pastes NF ile
birlikte kullanim icin optimize edilmistir
* Gercek zamanl tasarruflar
* Diger 6nde gelen markalara gére daha diisiik ¢éziiniirlik - kalici parlakhk

¢ Antagonist dostu ve asinmaya direncli
- Revetmandan cikarildiginda neredeyse hi¢ reaksiyon katmani olmaz
- temiz preslemeler
- Cam boncuklarla kumlama ile katmanlar kolayca uzaklastirilir
- hidroflorik asit yok
¢ Sorunsuz uyumlu gecisler
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Essiz fiziksel ozellikler

Yuksek bukUlme direnci

Pres seramiklerin iki eksenli bukulme direnci
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Against
Initial™ LiSi Press

Against lityum disilikat
pres seramik

GCC R&D Dahili test sonuglari
1SO6872:2015 (dosyadaki veriler)

%4 hacimli Asetik asit altinda her numunenin ¢ozinirlik miktar

Initial™ LiSi Press

Lityum disilikat
pres seramik
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Benzersiz estetik
Renk segimi 4 1 arkli translusensi

o
° High Translucency (HT) — Mine degisimi
HT  HT-Exw| CNG | HT-BLE HT-E58 HT-E59 HT-E60 | HT-E57 HT-E59 HT-E60 HT-E59 HT-E60 HT-E59
MT  MT-B00 CIMNG  MT-BO MT-A1 MT-A2 MT-A3 COUNG | COMING " mrgy  MmB2  CONING | COMING mT.cr MT-c2  CONING | COMING | mTD2  COMNG | COMING
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LT | LT-BOO | LT-BO+ | LT-BO | LT-Al | LT-A2 | LT-A3 |LT-A3,5 LT-A4 | LT-B1 | LT-B2 | LT-B3 | LT-B4 | LT-C1 | LT-C2 | COUUNE | COMNG | -2 | COUNC | Cohmn

LT-1Q LT-A LT-B LT-C LT-D

MO MO-0 MO-1 MO-2 MO-1 MO-2 MO-1 MO-2

coming ¥ coming W u COMING ¥ COMING 4 COMING ¥ COMING Wals
SOON SOON SOON SOON SOON 'SOON

Low Translucency (LT) - Makyaj yada Yigim

COMING ¥ COMING COMING ¥ COMING
'SOON 'SOON 'SOON 'SOON

Low Translucency (LT-1Q) - Tekli konsept A, B, C, D veya katman

Medium Opacity (MO) - Katmanlama




Uretim ve endikasyon

MDT. Quini G., Ispanya

Katmanlama

Boyama teknigi = Cut-Back teknigi S Veneerler inleyler Onleyler Kuronlar 3-tyeli képriiler
HT ° ° ° .
MT ° ° ° ° ° ° °
LT . . . .
LT-IQ ° ° ° .
MO ° ° °

MDT. D. Ibraimi, isvigre
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Dogal 1sik dinamigi

GC Initial™  Konvansiyonel lityum Floresans 6zelligi ic kenardan baslar
LiSi Press disilikat pres seramik GC Initial™ LiSi ile katmanlanmis MO-0

FD-93 + IN-44 - D-A2 + EOP + E-58 + TO

HT-Bleach 1 CLF + FD-91

MDT. S. Maffei,italya

Dogal opalesens

Canli ve daha parlak renk tonlari

GC Initial™ Konvansiyonel lityum
HT-Bleach 2 LiSi Press MT-A2  disilikat pres seramik
MT-A2

Yansiyan sk iletilen 151k

HT-Bleach 3

HT-Bleach 4

MDT. S. Roozen, Avusturya



Benzersiz estetik sistem
yaklasimi

i ..D

MDT. M. Brisch, Almanya



Birden fazla pisirmede
degismezlik

Initial LiSi Press Initial LiSi Press
pisimden énce pisimden sonra

s

20.30mm

0.50mm

'1 .00mm

Marjin similasyonu ile kenarlari olan numune tekrar tekrar pisirildi. Birden fazla pisirmeden sonra egilme veya
catlama olmadi.
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5. pisirmeden sonra (770°C’de 1 dk. bekleme programi). Test, Masayuki Hoshi, RDT tarafindan
gerceklestirilmistir.

Ustln cilalanabilirlik
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Diamond Pastasi ile ciladan sonra parlakligin karsilastirmasi
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APF 30 dk.
Yontem:

Ayni kosullar altinda (8,000rpm),Zircon Brite* ile
RobinsonR Bristle Brush* kullanarak her triintin
APF etching sonrasi polisaj yiizeyi.

Initial LiSi Press
cilalanmis ytizey (2. Cila)

10:0kV: 16,5 x1.00k SE(M,HA) 50:0um -

?5

1.cila 2.cila

[l nitial LiSi Press

[ Konvansiyonel lityum disilikat pres seramik

Konvansiyonel lityum disilikat pres
seramigin cilalanmis yizeyi (2. cila)

Veri dosyalari




Revetmana alma ve Pres
GC LiSi PressVest m—semem

Revetmana almak kolaylagti! |

e Yiksek akigkanlik

e Uzun caligma siiresi

¢ Sabit donma zamani

* Finnlama igin daha esnek siire

e Zaman tasarrufu — laboratuvar is akisl icin
mikemmel

* Daha genis kanal baglama kapasitesi

¢ Dahaiyi ic adaptasyon

¢ Reaksiyon tabakasinin kolayca
uzaklastiril masi — hiroflorik asit yok

Courtesy MDT. M. Briisch, Germany

Daha yalin ve basit! f—= _ |

GC LiSi PressVest ile minimal bir reaksiyon tabakasi olusur ve sadece r 2
cam boncuklu kumlamayla kolayca c¢ikarilir. Tehlikeli hidroflorik asit |

veya alimina ile kumlamaya gerek yoktur. Revetmana almadan
once oyuk Uzerine hafifce puskiirtilen GC LiSi PressVest SR (Yiizey
Arindirma) likiti, reaksiyon katmaninin inhibe edilmesinde onemli bir
rol oynar.

Initial LiSi Press Konvansiyonel lityum disilikat press
seramik sistemi



GC LiSi PressVest' in sirri

Initial LiSi Press

Kolay, temiz pres

Revetman tozunda ve LiSi PressVest SR likitinde
benzersiz bir bilesen kullanilarak, bir aralik veya
“kopma hatti” olusturulur, béylece kolayca kirilan
bir reaksiyon tabakasi elde edilir.

Konvansiyonel lityum disilikat pres seramik

Reaksiyon tabakasi:
Revetman ve pres
materyalinden olusan
hibrit katman

"Konvansiyonel
“revetmani.. g materyal -

bnitisl

LiSi Press

Pres materyal Pres materyal

Revetman

Sadece cam

__bo;v:ukla kumlama

Kumlama

hattiolusturulur >
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NL D4.7 x100 1Tmm

NL D4.5 x100 Tmm

LiSi PressVest SR Likit

genelde daha gli¢lu bir reaksiyon
tabakasi bulunan krona (i¢ kismina)
puskdrtdlir.
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el Konvansiyonelpres

b

= Konvansiyonelpres

HL D7.8 x500 200um



Yuksek akiskanlik ve uzun calisma zamani

GC LiSi PressVest Konvansiyonel lityum disilikat pres seramik

Karistirmadan 1 dk. sonra. Karistirmadan 5 dk. sonra. Karistirmadan 1 dk. sonra. Karistirmadan 3 dk. sonra.

Sicak firin icine revetmana alinmis sablonun yerlestirilmesine kadar gecen siire

20 dakikadan 180 dakikaya kadar 30 dakikadan 45 dakikaya kadar
Revetmana alinmis sablonlar 160 dakikaya kadar firina yerlestirilebilir. Firina yerlestirilene kadar sadece 15 dakika izin verilir.
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LiSi Press

/amandan tasarruf

Initial LiSi Press

Revetmana Cam boncuk
P

Zaman tasarrufu:15-20 dakika.
Hidroflorik aside gerek yok.

Konvansiyonel lityum disilikat pres seramik sistemi

GC Investment Powder r 4
-t




Essiz marjinal butunluk

Initial LiSi Press Konvansiyonel lityum disilikat press seramik

 [erdym
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Weakest
point prone
to chipping

Gluclu ve dayanikh bag gucuCDT.

MDT. S. Maffei, italya

Initial LiSi Press ile ideal marjinal biittinliik

CDT. A. Hodges, ABD

Gerilme bag direnci (MPa)

ISI DONGUSU
*T.C.0
**T.C. 5,000

Initial™ LiSi Press Konveniyonel lityum
GC G-CEM LinkForce™  disilikat pres seramik,
kendine 6zgii yapistirici
simanla

Veri dosyasi
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Initial™ LiSi Seramik ailesi ile gerceklestirilen vakalar

MDT. S. Maffei, italya

MDT. B. Marais, ABD MDT. P. Brito, Portekiz MDT. Mirko Picone, Belcika
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GC Initial™ LiSi Press paketleme

901428 GC Initial™ LiSi Press, HT-EXW, 3g x 5 901434 GC Initial™ LiSi Press, MT-B0O, 3g x 5 901541 GC Initial™ LiSi Press, LT-B0O, 3g x 5 901448 GC Initial™ LiSi Press, MO-0, 3g x 5
901429 GC Initial™ LiSi Press, HT-BLE, 3g x 5 901435 GC Initial™ LiSi Press, MT-BO, 3g x 5 10006352 GC Initial™ LiSi Press, LT-BO+, 3g x5 901449 GC Initial™ LiSi Press, MO-1, 3g x5
901430 GC Initial™ LiSi Press, HT-E57, 3g x 5 901436 GC Initial™ LiSi Press, MT-A1, 3g x 5 901542 GC Initial™ LiSi Press, LT-BO, 3g x 5 901450 GC Initial™ LiSi Press, MO-2, 3g x 5
901431 GC Initial™ LiSi Press, HT-E58, 3g x 5 901437 GC Initial™ LiSi Press, MT-A2, 3g x 5 901538 GC Initial™ LiSi Press, LT-A1, 3g x5
901432 GC Initial™ LiSi Press, HT-E59, 3g x 5 901438 GC Initial™ LiSi Press, MT-A3, 3g x 5 901539 GC Initial™ LiSi Press, LT-A2, 3g x 5

901433 GC Initial™ LiSi Press, HT-E60, 3g x 5 901439 GC Initial™ LiSi Press, MT-B1, 3g x 5 901540 GC Initial™ LiSi Press, LT-A3, 3g x 5
901440 GC Initial™ LiSi Press, MT-B2, 3g x 5 10006353 GC Initial™ LiSi Press, LT-A3.5, 3g x 5
901441 GC Initial™ LiSi Press, MT-C1, 3g x 5 10006354 GC Initial™ LiSi Press, LT-A4, 3g x 5
901442 GC Initial™ LiSi Press, MT-C2, 3g x 5 901543 GC Initial™ LiSi Press, LT-B1, 3g x 5
901443 GC Initial™ LiSi Press, MT-D2, 3g x 5 901544 GC Initial™ LiSi Press, LT-B2, 3g x 5

10006355 GC Initial™ LiSi Press, LT-B3, 3g x 5
10006356 GC Initial™ LiSi Press, LT-B4, 3g x 5
901545 GC Initial™ LiSi Press, LT-C1, 3g x 5
901546 GC Initial™ LiSi Press, LT-C2, 3g x 5
901547 GC Initial™ LiSi Press, LT-D2, 3g x 5

901444 GC Initial™ LiSi Press, LT-A, 3g x5
901445 GC Initial™ LiSi Press, LT-B, 3gx 5
901446 GC Initial™ LiSi Press, LT-C, 3g x5
901447 GC Initial™ LiSi Press, LT-D, 3g x5




GC EUROPE N.V.

Head Office

Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33

B-3001 Leuven

Tel. +32.16.74.10.00

Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
https://www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
Tirkiye irtibat Ofisi

Caferaga Mah.

Albay Faik Sézdener Cad.

iffet Giilhan is Merkezi No:9 D:4
TR-34710 Kadikdy / istanbul
Tel. +9002165040601
info.turkey@gc.dental
https://europe.gc.dental/tr-TR
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